
Disciplina Plasma: Fundamentos e aplicações tecnológicas – CH 4  
Ementa: Propriedades macroscópicas e microscópicas de gases, processos colisionais 
em gases, produção e propriedades de plasmas, arquitetura de descargas elétricas 
luminescentes DC e RF. Tratamento de materiais por plasma: nitretação, carbonetação 
e oxidação iônica. Deposição de filmes por pulverização catódica (Sputtering). 
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